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【手続補正書】
【提出日】令和3年10月26日(2021.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳＳＺ－１０９の構造を有するモレキュラーシーブを合成する方法であって、
　（ａ）
　　（１）酸化ケイ素の供給源と、
　　（２）３価元素（Ｘ）の酸化物の供給源と、
　　（３）任意に、第１族又は第２族金属（Ｍ）の供給源と、
　　（４）Ｎ１，Ｎ６－ジイソプロピル－Ｎ１，Ｎ１，Ｎ６，Ｎ６－テトラメチルヘキサ
ン－１，６－ジアミニウムカチオンを含む構造指向剤（Ｑ）と、
　　（５）水酸化物イオンの供給源と、
　　（６）水と
　を含む、反応混合物を用意することと、
　（ｂ）前記モレキュラーシーブの結晶の形成に十分な結晶化条件に前記反応混合物を供
することとを含み、
　前記３価元素Ｘが、ホウ素及びアルミニウムのうち１つ以上を含む、上記方法。
【請求項２】
　前記反応混合物が、モル比で以下の組成を有する、請求項１に記載の方法。
【表１】

【請求項３】
　前記反応混合物が、モル比で以下の組成を有する、請求項１に記載の方法。
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【表２】

【請求項４】
　前記結晶化条件が１２５℃～２００℃の温度を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ＳＳＺ－１０９の構造を有し、その合成されたままの形態において、Ｎ１，Ｎ６－ジイ
ソプロピル－Ｎ１，Ｎ１，Ｎ６，Ｎ６－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミニウムカ
チオンをその細孔内に含み、
　少なくとも１０のＳｉＯ２／Ｘ２Ｏ３のモル比を有し、Ｘが３価元素であり、前記３価
元素Ｘが、ホウ素及びアルミニウムのうち１つ以上を含む、モレキュラーシーブ。
【請求項６】
　前記ＳｉＯ２／Ｘ２Ｏ３のモル比が２０～５００の範囲内である、請求項５に記載のモ
レキュラーシーブ。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　望ましくない接触分解が最小限に抑えられるとともに、良好な触媒性能は９６％転化率
における異性化選択性と温度との相乗効果に依存していた。この触媒は、転化率９６％に
て望ましい異性化選択性を示した。触媒はきわめて良好な異性化選択性も維持しながら、
転化率９６％にて非常に望ましい温度を示した。また、望ましくない接触分解は、付随す
る高いガス発生量と共に、許容できるレベルのＣ４－分解によって、表５にて低く反映さ
れた。
　なお、下記［１］から［１０］は、いずれも本発明の一形態又は一態様である。
［１］
　ＳＳＺ－１０９の構造を有するモレキュラーシーブを合成する方法であって、
　（ａ）
　　（１）酸化ケイ素の供給源と、
　　（２）３価元素（Ｘ）の酸化物の供給源と、
　　（３）任意に、第１族又は第２族金属（Ｍ）の供給源と、
　　（４）Ｎ１，Ｎ６－ジイソプロピル－Ｎ１，Ｎ１，Ｎ６，Ｎ６－テトラメチルヘキサ
ン－１，６－ジアミニウムカチオンを含む構造指向剤（Ｑ）と、
　　（５）水酸化物イオンの供給源と、
　　（６）水と
　を含む、反応混合物を用意することと、
　（ｂ）前記モレキュラーシーブの結晶の形成に十分な結晶化条件に前記反応混合物を供
することとを含む、上記方法。
［２］
　前記反応混合物が、モル比で以下の組成を有する、［１］に記載の方法。
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【表７】

［３］
　前記反応混合物が、モル比で以下の組成を有する、［１］に記載の方法。
【表８】

［４］
　前記３価元素Ｘが、ホウ素及びアルミニウムのうち１つ以上を含む、［１］に記載の方
法。
［５］
　前記結晶化条件が１２５℃～２００℃の温度を含む、［１］に記載の方法。
［６］
　ＳＳＺ－１０９の構造を有し、その合成されたままの形態において、Ｎ１，Ｎ６－ジイ
ソプロピル－Ｎ１，Ｎ１，Ｎ６，Ｎ６－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミニウムカ
チオンをその細孔内に含む、モレキュラーシーブ。
［７］
　少なくとも１０のＳｉＯ２／Ｘ２Ｏ３のモル比を有し、Ｘが３価元素である、［６］に
記載のモレキュラーシーブ。
［８］
　前記ＳｉＯ２／Ｘ２Ｏ３のモル比が２０～５００の範囲内である、［７］に記載のモレ
キュラーシーブ。
［９］
　前記３価元素Ｘが、ホウ素及びアルミニウムのうち１つ以上を含む、［７］に記載のモ
レキュラーシーブ。
［１０］
　その合成されたままの形態で、以下のピークを含むＸ線回折を有する［６］に記載のモ
レキュラーシーブ。
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【表９】
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